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内容概要

本书系统深入地阐述了当前激光法制备纳米材料（包括粉、丝、管）和激光制膜的原理、设备、技术
、产物的物理化学特性及其在高技术产业中的应用，并评述了其发展前景。
特别具体介绍了激光法纳米粉分散技术和在陶瓷、铝、树脂基材料、功能涂层、高温超导改性、纳米
磁控靶向药物等领域的应用成果、本书集聚了作者多年的研究成果，理论与高技术相结合，内容翔实
，有很强的实用性。
    本书可供从事纳米材料和制膜工作的科学技术人员和工程研发人员使也可作为相关专业大学师生和
研究生的参考书。
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